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(57) Abstract: The aim of the invention is to purify (meth)acrylic acid 
obtained by the catalytic or redox oxidation of a gaseous substrate consti- 
tuted of propane and/or propylene and/or of acrolein during the produc- 
tion of acrylic acid, and of isobutane and/or isobutene and/or tert-butyl 
alcohol and/or of methacrolein during the production of methacrylic acid. 
To this end: the gaseous reaction mixture is (1) fed to the bottom of an ab- 
sorption column (CI) which is supplied at the top and in counter-current 
by at least one heavy hydrophobic absorption solvent for obtaining, at the 
bottom of the column (CI), a flow (4) constituted of (meth)acrylic acid, 
the absorption heavy solvent(s), the heavy secondary reaction products 
and minor amounts of acetic acid and of water (with acrylic acid "dur- 
ing the production of methacrylic acid), and; the flow (4) coming from 
column (CI) is then fed to a separation column (C2). Column (CI) is 
operated with a flow rate of the heavy solvent being 3 to 5.6 times that of 
the (meth)acrylic acid in the supply gas mixture, and a rectifying column 
is used as a separation column (C2) operated with a supply at the top and 
without reflux. 

(57) Abrege : Pour purifier l'acide (m6th) acrylique obtenu par oxyda- 
tion par voie cataly tique ou par voie redox, d'un substrat gazeux constitue" 
par du propane et/ou du propylene et/ou de l'acroleme dans la fabrica- 
tion de l'acide acrylique, et par de l'isobutane et/ou de l'isobutene et/ou 
de l'alcool tertiobutylique et/ou de la methacrol£ine dans la fabrication 
de l'acide m6thacrylique, on adresse le melange gazeux de reaction (1) 
en pied d' une colonne d'absorption (CI) laquelle est alimentee en tete 
et a contre-courant par au moins un solvant lourd d'absorption hydro- 
phobe, pour obtenir en pied de la colonne (CI), un flux (4) constitue par 
l'acide (melh)acrylique ; le ou les solvants lourds d'absorption ;les pro- 
duits lourds de reactions secondaries et des quantit£s mineures d'acide 
acetique et d' eau (avec de 1' acide acrylique dans la fabrication de l'acide 
me^hacrylique),puis on adresse le flux (4) issu de la colonne 
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(CI) a une colonne de separation (C2). On fait fonctionner la colonne (Cl) avec un de"bit du solvant lourd qui est de 3 k 5,6 fois 
le debit de. l'acide (m6th) acrylique dans le melange gazeux d' alimentation, et on utilise, comme colonne de separation (C2), une 
colonne de rectification que Ton fait fonctionner avec une alimentation en tete et sans reflux. 



